
























 本研修には Carl Zeiss社製 FE-SEM ULTRA 



















図 1 装置外観 
                        







































































図 3，図 4に AsB像と EsB像の観察例を示す．


























図 3 ラウタル_AsB像 
(左：COMPO像 右：TOPO像) 
(a) EsB像_バイアス電圧 0V 
(a) 二次電子像_SE2像 
図 2 星の砂_二次電子像 
(b) 二次電子像_ In-Lens像 







図より，主に Wや C，Coが多い領域，Tiと N
が多い領域，Alと Oが多い領域，Tiや Al，N




































図 5 超硬合金チップ_EDS分析結果 
(c) (a)図_線 B上線分析結果 
(b) STEM像_暗視野像 



































































図 8 CFRP (帯電防止機能使用)_In-Lens像 
図 7 CFRP (帯電防止処理なし)_In-Lens像 
Al 
図 9 セラミックナイフ (帯電防止機能使用) 
_SE2像 
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